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Anotacia vysledku: Dosiahnuty vysledok je v oblasti optimalizacie a aplikdcie procesov priamej
elektrénovej litografie pri priprave Struktur pre vyskum a vyvoj senzorov. Pre tento Ucel je potrebné
experimentalne ziskat parametre litografického procesu a tieto vyuzit pri simulaciach vyslednych
Struktur v elektrénovom reziste.

Skamali sme charakteristiky 2 aktudlne perspektivnych rezistov - negativneho elektronového rezistu
HSQ XR-1541 a pozitivneho elektronového rezistu AR-P 6200/2 (CSAR62) pri energii elektrénov 20, 30
a 40 keV.

Origindlne vysledky:

e Simulacie profilu rezistu HSQ kremikovom substratea analyza zavislosti profilu rezistu od davky
expozicie pre energiu elektrénov 30 keV.

e Simulacie proximitnych parametrov rezistu HSQ a CSAR62 na kremikovom substratepre energiu
elektrénov 30 a 40 keV.

e Simulacie proximitnych parametrov rezistu HSQ na GaAs substratepre energiu elektrénov 40 keV.
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